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.LEWA auf der ACHEMA*

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

LEWA Condition Monitoring System CMS weiterentwickelt /
Prozess-Membranpumpen mit Pumpenkopf M900

Pumpen missen in einer verfahrenstechnischen An-
lage vor allem eines: Laufen. Aus Sicht des Betriebs-
ingenieurs ist deren Verfligbarkeit entscheidend, dann
erst schaut er auf andere Parameter. Weil andererseits
klar ist, dass mechanisch bewegte Teile mit der Zeit
verschleiRen (auch dann, wenn die einzelnen Kompo-
nenten gut und langlebig ausgeflihrt sind) méchten
Betreiber und Instandhalter Stérungen am technischen
Equipment moglichst friihzeitig erkennen, bevor

die Verfligbarkeit beeintrachtigt wird. Kurz: Man will
agieren, nicht reagieren.

Die Aufgabe lautet also: Dem Verschleif3 friih genug
auf die Spur zu kommen. Entscheidend ist die Interpre-
tation geeigneter Sensorsignale. Soll heiRen: Anhand
welcher Signale lassen sich Stérungen friihzeitig
erkennen?

Zur Uberwachung der funktionsbestimmenden Bau-
teile des Pumpenkopfes oszillierender Membranpum-
pen funktioniert das bereits: Das Condition Monitoring
System CMS von LEWA erkennt beispielsweise mit
Hilfe von Korperschallsignalen eine Leckage der Fluid-
ventile. Weil schon geringe Leckagen ab 1 % erkannt
werden, ist eine echte Stérungsfriiherkennung maog-
lich. Durch die kombinierte Auswertung von Korper-
schall- und Drucksignalen werden 90 % der mdglichen
Storungen Uberwacht.

Mit dem Pumpenlberwachungssystem LEWA CMS
ist es mdglich, eine zustandsorientierte Wartung und
Instandhaltung bei Membranpumpen durchzufihren.
Stillstdnde werden planbar und die Anlagenverfligbar-
keit dadurch gesteigert. Stérungen lassen sich bereits
im Vorfeld erkennen und das Wartungspersonal wird
bei der Diagnose durch prazise Stérungsmeldungen
unterstutzt.
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Trust is good, knowledge is better

LEWA advanced Condition Monitoring System (CMS)
Innovative pump head technology for process diaphragm
pumps

Pumps operating in a process plants must primarily
do one thing: they must work (run, run, run!) From
the plant operator’s point of view continuous pump
availability is decisive, only when continuous availabili-
ty is established will other parameters be considered.
It is obvious that, however well designed and durably
manufactured, mechanical working parts will gradu-
ally wear, and operating and maintenance engineers
want to recognise, as soon as possible, how this wear
will effect performance or lead to failure of technical
equipment and certainly before availability is impaired.
In short: it is essential to act to prevent failures not to
react to the failure event. The challenge is the early
detection of wear. So the task is: the early recognition
of wear. To accomplish this the monitoring of essen-
tial pump operating parameters by interpretation of
suitable sensor signals is decisive. That is to say: at an
early stage “what changes in pump parameters signal
potential future pump failure?”

The LEWA CMS monitors the function of the compo-
nents and parameters that are critical to the correct
operation of reciprocating diaphragm pump heads. Im-
pact sound sensors recognise leakage of the suction
and discharge valves and report leaks as low as 1% of
full flow making early warning of potential failure a real
possibility. Due to the combined evaluation of impact
sound and pressure signals 90% of possible failures
are monitored.

With advanced LEWA CMS it is possible to carry out
condition oriented repair and mainte-nance of dia-
phragm pumps, plant shutdown can be scheduled with
necessary replacement parts on hand maintenance
time is reduced and availability of process equipment
greatly increased. Failures can be eliminated as poten-
tial problems are recognised at an early stage and the
decisions by maintenance personnel is based on

With the pump monitoring system LEWA CMS it is
possible to carry out condition oriented repair and
maintenance of diaphragm pumps. Shut-downs can
be scheduled and thus the plant availability can be
increased. Failures can be recognised at an early stage
and the diagnosis done by the maintenance personnel
is supported by precise failure signals.
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Neuartige Pumpenkopf-Technologie
fiir LEWA Prozess-Membranpumpen

Die bewahrten Pumpenkopfe Typ M900 von LEWA
sind nun auch fir Prozess-Membranpumpen verflig-
bar. M900 Pumpenkdpfe sind besonders qualifiziert
flr umweltbe-lastende, gefahrliche, empfindliche,
viskose oder abrasive Fluide. Kennzeichnendes Merk-
mal der Pumpenkdpfe ist das Membran-Schutzsy-
stem DPS (Diaphragm Protection System) mit diesen
Vorteilen:

¢ hohe Betriebs- und Prozesssicherheit durch
innovative Steuerung der Membranbewegung

e ecinfaches Anfahren der Pumpe, ohne zusétzliche
Membranpositionierung

e hohere Saugfahigkeit als konventionelle
Membranpumpen

¢ hohe Membranlebensdauer und einfacher
Membranwechsel

¢ je nach BaugrolRe einsetzbar bis 400 bar.

LEWA auf der ACHEMA 2006:
Halle 8.0, Stand 8.0 Q20-R22
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Innovative pump head technology for
process diaphragm pumps

LEWA's successful M900 diaphragm pump heads, for
the first time, also are available for process diaphragm
pumps. M900 diaphragm pump heads are suitable for
fluids endangering the environment, dangerous, sensi-
tive, highly viscous or abrasive fluids.

Distinctive feature of these pump heads is the
diaphragm protection system (DPS) offering many
advantages to the customer.

e High operating and process safety by innovative
control of the diaphragm movement

e Simple start-up of pump, no diaphragm positioning
is required

e Suction capabilities superior than conventional
diaphragm pumps

e High diaphragm service life and simple diaphragm
replacement

e Pressures up to 400 bar (5800 psig) depending on
frame size

LEWA at the ACHEMA 2006:
Hall 8.0, Stand 8.0 Q20-R22
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